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(54) Tlllez MAGNETIC NANOPARTICLES HAVING IMPROVED MAGNETIC PROPERTIES 

(54) Bezelchnung: MAGNETISCHE NANOPARTIKEL MIT VERBESSERTEN MAGNETEIGENSCHAFTEN 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing magnetic nanoparticles which are made of metal oxide-polymer 
composites and are provided with an increased magnetic mobility, among other things, due the high metal oxide content and the 
morphological structure thereof. High-pressure homogenization has proven to be a reliable technique for producing the inventive 
magnetic nanoparticles. According to said technique, the components metal oxide and polymer are processed in a carrier medium 
water is used in most cases at pressures ranging from 500 bar to 1200 bar while using great shearing forces. High pressure homog- 
enization creates a colloidally stable magnetic particle population having a diameter ranging below 200 nm while also resulting in 
the produced magnetic nanoparticles being provided with greater magnetic moments than the metal oxide used as an initial material 
at low magnetic field strengths. The inventive particles are particularly suitable for applications in the bioanalytical and diagnostic 
field, in bioseparation processes, and as a carrier material in high throughput screening. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung magnetischer Nanopartikel. die aus Metalloxid-Po- 
lymerkompositen bestehen und auf Grund ihres hohen Metalloxidgehaltes und ihrer morphologischen Struktur unter anderem eine 
erhdhte Magnetomobilitat aufweisen. Als Technologie zur Herstellung der erfindungsgemassen magnetischen Nanopartikel hat sich 
die Hochdruckhomogenisation bewahrt. Dabei werden die Komponenten Metalloxid und Polymer in einem Trageimedium, in den 
meisten Fallen wird Wasser verwendet, bei Driicken im Bereich von 500 bar bis 1200 bar unter Anwendung hoher Scheikrafte pro- 
zessieit. Die Hochdnickhomogenisierung ftihit nicht nur zu kolloidal stabilen Magnetpartikel-Population im Durchmesserbereich 
unterhalb von 200 nm, sondem bewirkt auch. dass die erzeugten magnetischen Nanopartikel bei kleinen Magnetfeldstarken tiber 
grdssere magnetische Momente verfligen als das als Ausgangsmaterial verwendete Metalloxid. Die erfindungsgemassen Paitikel 
sind besonders fUr Anwendungen auf bioanalytischm und diagnostischem Gebiet, bei Bioseparationsprozessen und als TrSgeima- 
terial im High-Throughput-Screening geeignet. 
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